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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NMP 815 ,Grundlagen der analytischen Atomspektroskopie® im
Normenausschuss Materialprifung (NMP) ausgearbeitet.

Die Totalreflektions-Rdntgenfluoreszenz-Analyse (TXRF) hat sich in jingster Zeit als eigenstandige
Technik zur Mikro- und Spurenanalyse der Elemente sowie zur Oberflachenanalyse etabliert. Sie
unterscheidet sich in vielen Eigenschaften von der klassischen Réntgenfluoreszenz-Analyse (XRF bzw.
RFA) und hat in ihrem Einsatzprofii eher eine Reihe von Gemeinsamkeiten mit anderen
atomspektroskopischen Methoden wie z. B. der Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) oder den induktiv
gekoppelten Plasma-Techniken (ICP OES und ICP-MS) fir die Elementspurenanalyse oder der Auger-
Elektronen-Spektroskopie (AES), der Rutherford-Backscattering-Spektroskopie (RBS) oder der Sekundar-
lonen-Massenspektrometrie (SIMS) fur die Oberflachenanalyse.

Wesentliche Unterschiede zwischen der XRF und der TXRF bestehen im Bereich der Probenformen und
der Probenvorbereitung, der Art der Kalibrierung und der Quantifizierung. Die derzeit erreichbaren
instrumentellen Nachweisgrenzen mit TXRF liegen unterhalb von 10'129 bzw. 10'® Atomen/cm?® und damit
um GréRenordnungen niedriger als fur die XRF. Aus diesen Unterschieden ergeben sich sehr verschiedene
Anwendungsgebiete, die fur die TXRF im Bereich der Mikro- und Spurenanalyse sowie der
Oberflachenanalyse liegen.

Wahrend in dieser Norm wegen ihrer internationalen Anwendung durchgangig das Kurzzeichen TXRF
benutzt wird, ist fir den deutschen Sprachraum ebenfalls das Kurzzeichen TRFA zulassig, da sie mit dem
englischen Begriff gleichbedeutend ist und sinngeman auch in DIN 51418-1 Verwendung findet.



